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OrmoStamp

ORMOCER® - Hybridpolymer-System fiir die Nano- und Mikrostempelherstellung
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Nanostrukturen (kleinste Strukturen 60 nm);
SFIL-Stempel hergestellt mit OrmoStamp
(Universitat Cardiff )

Querschnitt von mr-UVCur06, gepragt mit
OrmoStamp, 300 nm Linien und 900 nm Graben
(Profactor GmbH)

mr-NIL 6000-Strukturen, gepragt mit Ormo-
Stamp, 100 nm Linien

mr—urO-Strukturn .
(32. Pragung mit OrmoStamp)

51. mr-UVcur06-Pragung: 200 nm Linien und
600 nm Graben, gepragt mit Ormostamp
(Profactor GmbH)
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Wichtigste Merkmale

~Material fUr die Herstellung transparenter Stempel
fir die Imprint-Lithographie

~ KostengUnstige Alternative zu Silizium-Stempeln

~ Ausgezeichnete Strukturtreue zum Masterstempel,
mehr als 50 Prdgungen mdglich

“Hohe Auflésung bis zu Strukturen < 100 nm

~ Prozessieren mit Standard-Lithographie-Ausristung

~Hohe Transparenz im nahen UV- und im sichtbaren
Bereich

~Mechanisch und thermisch sehr stabil

" Haltbarkeit mindestens 6 Monate

Stempelherstellung

Anwendung
~ Pragungen im Nano- und Mikrometer
bereich

~ UV-gestUtztes und thermisches Pragen

Transparenz
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201 — Ormostamp
Schichtdicke 20 pm
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Dispersionskurve
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Physikalische Eigenschaften von OrmoStamp Schleuderkurve
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® Eingetragenes Warenzeichen der Fraunhofergesellschaft zur Férderung der angewandten Forschung in Deutschland e.V.



